OBJECTIFS Presentation de I'ensemble des techniques de caractérisation de
surface utilisées pour la R&D ou la résolution de problemes en production dans I'industrie. Cette formation
sera purement théorique, et I'accent sera mis pour chaque technique sur les points suivants :
m Principes physiques mis en ceuvre
m Instrumentation
m Exploitation quantitative des résultats (sensibilité, précision, résolution spatiale. . .)
m Considérations sur la facilité de mise en ceuvre et le co(it.

Cette journée s'adresse aux ingénieurs et techniciens du milieu industriel.

PROGRAMME
Introduction sur I'importance de problémes de surfaces  Conclusion générale
m Quelques exemples concrets m Avantages et inconvénients de chaque technique pour un

m Présentation d'un tableau récapitulatif des types de pro- probleme donné
blemes posés relevant de la caractérisation de surface

Présentation exhaustive des différentes techniques De-briefing de la journée (1/2 h)
m Spectroscopie d’électrons Auger

m Spectrométrie de masse d’ions secondaires (SIMS)

m Microscopie électronique a balayage et spectroscopie EDS

m Spectrométrie de rétro-diffusion d’ions Rutherford (RBS)

m Imagerie sur coupes par faisceaux d’ions (FIB) * Un cours intra ou a la carte, peut étre organisé
m Spectroscopie de photo-électrons (XPS) pour approfondir les connaissances et la pratique
m Profilométrie de I'une ou plusieurs des techniques présentées.
m Microscopie a force atomique (AFM)

m Fluorescence X (TXRF)
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